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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を固定し、固定された前記基板と共に移動自在に形成された移動部と、前記基板が
固定された前記移動部を、第１方向に移動させる第１移送部と、蒸着が完了し、前記基板
が分離された前記移動部を、前記第１方向の反対方向に移動させる第２移送部と、を含む
移送部と、
　前記移動部に、前記基板を固定させるローディング部と、
　真空に維持されるチャンバと、前記ローディング部から移送された前記移動部に固定さ
れた前記基板に有機層を蒸着する一つ以上の有機層蒸着アセンブリと、を含む蒸着部と、
　前記蒸着部を通過しながら、蒸着が完了した前記基板を前記移動部から分離させるアン
ローディング部と、を含み、
　前記移動部は、前記第１移送部と前記第２移送部との間を循環することができるように
形成され、
　前記移動部に固定された基板は、前記第１移送部によって移動される間、前記有機層蒸
着アセンブリと所定距離離隔されるように形成され、
　前記有機層蒸着アセンブリは、
　蒸着物質を放射する蒸着源と、
　前記蒸着源の一側に配置され、複数個の蒸着源ノズルが形成された蒸着源ノズル部と、
　前記蒸着源ノズル部と対向するように配置され、いずれか１方向に沿って複数個のパタ
ーニングスリットが配置されるパターニングスリットシートと、
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　前記基板と、前記パターニングスリットシートとの間隔を測定する間隔測定部と、を具
備し、
　前記間隔測定部は、
　前記パターニングスリットシート上に配置されず、前記パターニングスリットシートか
ら延長された仮想の平面上に配置される第１間隔測定部と、
　前記パターニングスリットシート上に配置される第２間隔測定部と、を具備し、
　前記第１間隔測定部は、第１間隔測定ユニット及び第６間隔測定ユニットからなり、
　前記第２間隔測定部は、第２間隔測定ユニット、第３間隔測定ユニット、第４間隔測定
ユニット及び第５間隔測定ユニットからなり、
　前記第１間隔測定ユニット、第２間隔測定ユニット及び第３間隔測定ユニットは、それ
が配置される地点を連結した仮想線分が三角形をなすように配置され、
　前記第４間隔測定ユニット、第５間隔測定ユニット及び第６間隔測定ユニットは、それ
が配置される地点を連結した仮想線分が三角形をなすように配置され、
　前記蒸着源から放射された前記蒸着物質は、前記パターニングスリットシートを通過し
、前記基板上にパターンを形成しながら蒸着されることを特徴とする有機層蒸着装置。
【請求項２】
　前記第１間隔測定ユニット、第２間隔測定ユニット、第４間隔測定ユニットは、仮想の
第１一直線上に配置され、
　前記第３間隔測定ユニット、第５間隔測定ユニット、第６間隔測定ユニットは、仮想の
第２一直線上に配置されることを特徴とする請求項１に記載の有機層蒸着装置。
【請求項３】
　前記第１一直線と前記第２一直線は、前記第１方向と平行であることを特徴とする請求
項２に記載の有機層蒸着装置。
【請求項４】
　前記第１間隔測定ユニットと、前記第２間隔測定ユニットとが位置する地点を結ぶ線分
は、第１辺であり、
　前記第２間隔測定ユニットと、前記第３間隔測定ユニットとが位置する地点を結ぶ線分
は、第２辺であり、
　前記第３間隔測定ユニットと、前記第１間隔測定ユニットとが位置する地点を結ぶ線分
は、第３辺であり、
　前記第１辺と前記第２辺は、互いに垂直であり、前記第３辺は、前記三角形の斜辺に該
当することを特徴とする請求項２または請求項３に記載の有機層蒸着装置。
【請求項５】
　前記第５間隔測定ユニットと、前記第６間隔測定ユニットとが位置する地点を結ぶ線分
は、第４辺であり、
　前記第４間隔測定ユニットと、前記第５間隔測定ユニットとが位置する地点を結ぶ線分
は、第５辺であり、
　前記第６間隔測定ユニットと、前記第４間隔測定ユニットとが位置する地点を結ぶ線分
は、第６辺であり、
　前記第４辺と前記第５辺は、互いに垂直であり、前記第６辺は、前記三角形の斜辺に該
当することを特徴とする請求項２～４のいずれか一項に記載の有機層蒸着装置。
【請求項６】
　前記基板が、前記第１方向に移送され、前記第１間隔測定ユニット、第２間隔測定ユニ
ット、第３間隔測定ユニットの下に位置する場合、
　前記第１間隔測定ユニットは、前記基板までの距離を測定し、前記第２間隔測定ユニッ
トと、前記第３間隔測定ユニットは、それぞれ前記基板までの距離と、前記パターニング
スリットシートまでの距離とを測定し、前記第１間隔測定ユニット、前記第２間隔測定ユ
ニット及び前記第３間隔測定ユニットが位置するそれぞれの地点で、前記基板と、前記パ
ターニングスリットシートとの間隔を求めることを特徴とする請求項２～５のいずれか一
項に記載の有機層蒸着装置。
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【請求項７】
　前記第１間隔測定ユニットは、前記第２間隔測定ユニットまたは前記第３間隔測定ユニ
ットが測定した前記パターニングスリットシートまでの距離を、前記第１間隔測定ユニッ
トが位置する地点での仮想の前記パターニングスリットシートまでの距離にし、前記基板
と、前記パターニングスリットシートとの間隔を求めることを特徴とする請求項６に記載
の有機層蒸着装置。
【請求項８】
　前記第１間隔測定ユニット、第２間隔測定ユニット及び第３間隔測定ユニットが位置す
るそれぞれの地点での、前記基板と、前記パターニングスリットシートとの間隔に違いが
ある場合、前記間隔が同一になるように、前記パターニングスリットシートを移動させる
ことを特徴とする請求項７に記載の有機層蒸着装置。
【請求項９】
　前記基板が、前記第１方向に移送され、前記第２間隔測定ユニット、第３間隔測定ユニ
ット、第５間隔測定ユニットの下に位置する場合、
　前記第２間隔測定ユニット、第３間隔測定ユニット及び第５間隔測定ユニットそれぞれ
は、前記基板までの距離と、前記パターニングスリットシートまでの距離とを測定し、前
記第２間隔測定ユニット、第３間隔測定ユニット及び第５間隔測定ユニットが位置するそ
れぞれの地点で、前記基板と、前記パターニングスリットシートとの間隔を求めることを
特徴とする請求項２に記載の有機層蒸着装置。
【請求項１０】
　前記第２間隔測定ユニット、第３間隔測定ユニット及び第５間隔測定ユニットが位置す
るそれぞれの地点での、前記基板と、前記パターニングスリットシートとの間隔に違いが
ある場合、前記間隔が同一になるように、前記パターニングスリットシートを移動させる
ことを特徴とする請求項９に記載の有機層蒸着装置。
【請求項１１】
　前記基板が、前記第１方向に移送され、前記第４間隔測定ユニット、第５間隔測定ユニ
ット、第６間隔測定ユニットの下に位置する場合、
　前記第６間隔測定ユニットは、前記基板までの距離を測定し、前記第４間隔測定ユニッ
トと前記第５間隔測定ユニットは、それぞれ前記基板までの距離と、前記パターニングス
リットシートまでの距離とを測定し、前記第４間隔測定ユニット、前記第５間隔測定ユニ
ット及び前記第６間隔測定ユニットが位置するそれぞれの地点で、前記基板と、前記パタ
ーニングスリットシートとの間隔を求めることを特徴とする請求項２～１０のいずれか一
項に記載の有機層蒸着装置。
【請求項１２】
　前記第６間隔測定ユニットは、前記第４間隔測定ユニットまたは前記第５間隔測定ユニ
ットが測定した前記パターニングスリットシートまでの距離を、前記第６間隔測定ユニッ
トが位置する地点での仮想の前記パターニングスリットシートまでの距離にし、前記基板
と、前記パターニングスリットシートとの間隔を求めることを特徴とする請求項１１に記
載の有機層蒸着装置。
【請求項１３】
　前記第４間隔測定ユニット、第５間隔測定ユニット及び第６間隔測定ユニットが位置す
るそれぞれの地点での、前記基板と、前記パターニングスリットシートとの間隔に違いが
ある場合、前記間隔が同一になるように、前記パターニングスリットシートを移動させる
ことを特徴とする請求項１１または請求項１２に記載の有機層蒸着装置。
【請求項１４】
　前記第１移送部は、前記第２移送部の上部に配置され、
　前記第１移送部と前記第２移送部は、前記チャンバを直進して貫通するように具備され
ることを特徴とする請求項１～１３のいずれか一項に記載の有機層蒸着装置。
【請求項１５】
　前記有機層蒸着アセンブリの前記パターニングスリットシートは、前記第１方向、また
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は、前記第１方向と交差する第２方向のうち少なくともいずれか１方向において、前記基
板より小さく形成されることを特徴とする請求項１～１４のいずれか一項に記載の有機層
蒸着装置。

                                                                                
      
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機層蒸着装置、それを利用した有機発光ディスプレイ装置の製造方法、及
びそれによって製造された有機発光ディスプレイ装置に係り、さらに詳細には、大型基板
の量産工程にさらに適し、高精細のパターニング（high-definition patterning）が可能
であり、相対的に移動する基板とパターニングスリットシートとの間隔を測定し、一定に
維持することができる有機層蒸着装置、それを利用した有機発光ディスプレイ装置の製造
方法、及びそれによって製造された有機発光ディスプレイ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディスプレイ装置において、有機発光ディスプレイ装置は、視野角が広く、コントラス
トにすぐれるだけではなく、応答速度が速いという長所を有しており、次世代ディスプレ
イ装置として注目を集めている。
【０００３】
　有機発光ディスプレイ装置は、互いに対向した第１電極及び第２電極の間に、中間層（
発光層を含む）を具備する。このとき、前記電極及び中間層は、多くの方法によって形成
されるが、そのうちの１つの方法が独立蒸着方式である。蒸着方法を利用して、有機発光
ディスプレイ装置を製作するためには、有機層などが形成される基板面に、形成される有
機層のパターンと同一のパターンを有するファインメタルマスク（ＦＭＭ：fine metal m
ask）を密着させ、有機層などの材料を蒸着して、所定パターンの有機層を形成する。
【０００４】
　しかし、かようなＦＭＭを利用する方法は、大型のマザーガラス（mother-glass）を使
用して、有機発光ディスプレイ装置を大面積化させるには、不適であるという限界がある
。なぜならば、大面積マスクを使用すれば、自重によってマスクの反り現象が発生するが
、この反り現象によるパターンの歪曲が生じるからである。それは、パターンに高精細を
要する現傾向とも背馳するのである。
【０００５】
　さらに、基板とＦＭＭとをアラインさせて密着させ、蒸着を行い、さらに基板とＦＭＭ
とを分離させるという過程では、相当な時間が必要となり、製造時間が長くかかり、生産
効率が低いという問題点が存在した。
【０００６】
　前述の背景技術は、発明者が本発明の導出のために保有していたり、あるいは本発明の
導出過程で習得したりした技術情報であり、必ずしも本発明の出願の前に、一般公衆に公
開された公知技術ではない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明が解決しようとする課題は、大型基板の量産工程にさらに適し、高精細のパター
ニングが可能であり、パターニングスリットシートと、移動している基板との間隔を制御
することができる有機層蒸着装置、それを利用した有機発光ディスプレイ装置の製造方法
、及びそれによって製造された有機発光ディスプレイ装置を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本発明の一実施形態による有機層蒸着装置は、基板を固定し、固定された前記基板と共
に移動自在に形成された移動部と、前記基板が固定された前記移動部を、第１方向に移動
させる第１移送部と、蒸着が完了し、前記基板が分離された前記移動部を、前記第１方向
の反対方向に移動させる第２移送部と、を含む移送部；前記移動部に、前記基板を固定さ
せるローディング部；真空に維持されるチャンバと、前記ローディング部から移送された
前記移動部に固定された前記基板に有機層を蒸着する一つ以上の有機層蒸着アセンブリと
、を含む蒸着部；及び前記蒸着部を通過しながら、蒸着が完了した前記基板を前記移動部
から分離させるアンローディング部；を含み、前記移動部は、前記第１移送部と前記第２
移送部との間を循環することができるように形成され、前記移動部に固定された基板は、
前記第１移送部によって移動される間、前記有機層蒸着アセンブリと所定距離ほど離隔さ
れるように形成され、前記有機層蒸着アセンブリは、蒸着物質を放射する蒸着源；前記蒸
着源の一側に配置され、複数個の蒸着源ノズルが形成された蒸着源ノズル部；前記蒸着源
ノズル部と対向するように配置され、いずれか１方向に沿って複数個のパターニングスリ
ットが配置されるパターニングスリットシート；及び前記基板と、前記パターニングスリ
ットシートとの間隔を測定する間隔測定部；を具備し、前記蒸着源から放射された前記蒸
着物質は、前記パターニングスリットシートを通過し、前記基板上にパターンを形成しな
がら蒸着される。
【０００９】
　前記間隔測定部は、前記パターニングスリットシート上に配置されず、前記パターニン
グスリットシートから延長された仮想の平面上に配置される第１間隔測定部；及び前記パ
ターニングスリットシート上に配置される第２間隔測定部；を具備することができる。
【００１０】
　前記第１間隔測定部は、少なくとも２以上の間隔測定ユニットからなり、前記第２間隔
測定部は、少なくとも４以上の間隔測定ユニットからなる。
【００１１】
　前記第１間隔測定部は、第１間隔測定ユニット及び第６間隔測定ユニットからなり、前
記第２間隔測定部は、第２間隔測定ユニット、第３間隔測定ユニット、第４間隔測定ユニ
ット及び第５間隔測定ユニットからなり、前記第１間隔測定ユニット、第２間隔測定ユニ
ット及び第３間隔測定ユニットは、それらが配置される地点を連結した仮想線分が三角形
をなすように配置され、前記第４間隔測定ユニット、第５間隔測定ユニット及び第６間隔
測定ユニットは、それらが配置される地点を連結した仮想線分が三角形をなすように配置
される。
【００１２】
　前記第１間隔測定ユニット、第２間隔測定ユニット、第４間隔測定ユニットは、仮想の
第１一直線上に配置され、前記第３間隔測定ユニット、第５間隔測定ユニット、第６間隔
測定ユニットは、仮想の第２一直線上に配置される。
【００１３】
　前記第１一直線と前記第２一直線は、前記第１方向と平行である。
【００１４】
　前記第１間隔測定ユニットと、前記第２間隔測定ユニットとが位置する地点を結ぶ線分
は、第１辺であり、前記第２間隔測定ユニットと、前記第３間隔測定ユニットとが位置す
る地点を結ぶ線分は、第２辺であり、前記第３間隔測定ユニットと、前記第１間隔測定ユ
ニットとが位置する地点を結ぶ線分は、第３辺であり、前記第１辺と前記第２辺は、互い
に垂直であり、前記第３辺は、前記三角形の斜辺に該当する。
【００１５】
　前記第５間隔測定ユニットと、前記第６間隔測定ユニットとが位置する地点を結ぶ線分
は、第４辺であり、前記第４間隔測定ユニットと、前記第５間隔測定ユニットとが位置す
る地点を結ぶ線分は、第５辺であり、前記第６間隔測定ユニットと、前記第４間隔測定ユ
ニットとが位置する地点を結ぶ線分は、第６辺であり、前記第４辺と前記第５辺は、互い
に垂直であり、前記第６辺は、前記三角形の斜辺に該当する。
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【００１６】
　前記基板が、前記第１方向に移送され、前記第１間隔測定ユニット、第２間隔測定ユニ
ット、第３間隔測定ユニットの下に位置することになる場合、前記第１間隔測定ユニット
は、前記基板までの距離を測定し、前記第２間隔測定ユニットと、前記第３間隔測定ユニ
ットは、それぞれ前記基板までの距離と、前記パターニングスリットシートまでの距離と
を測定し、前記第１間隔測定ユニット、前記第２間隔測定ユニット及び前記第３間隔測定
ユニットが位置するそれぞれの地点で、前記基板と、前記パターニングスリットシートと
の間隔を求めることができる。
【００１７】
　前記第１間隔測定ユニットは、前記第２間隔測定ユニットまたは前記第３間隔測定ユニ
ットが測定した前記パターニングスリットシートまでの距離を、前記第１間隔測定ユニッ
トが位置する地点での仮想の前記パターニングスリットシートまでの距離にし、前記基板
と、前記パターニングスリットシートとの間隔を求めることができる。
【００１８】
　前記第１間隔測定ユニット、第２間隔測定ユニット及び第３間隔測定ユニットが位置す
るそれぞれの地点への前記基板と、前記パターニングスリットシートとの間隔に違いがあ
る場合、前記間隔が同一になるように、前記パターニングスリットシートを移動させるこ
とができる。
【００１９】
　前記基板が、前記第１方向に移送され、前記第２間隔測定ユニット、第３間隔測定ユニ
ット、第５間隔測定ユニットの下に位置することになる場合、前記第２間隔測定ユニット
、第３間隔測定ユニット及び第５間隔測定ユニットそれぞれは、前記基板までの距離と、
前記パターニングスリットシートまでの距離とを測定し、前記第２間隔測定ユニット、第
３間隔測定ユニット及び第５間隔測定ユニットが位置するそれぞれの地点で、前記基板と
、前記パターニングスリットシートとの間隔を求めることができる。
【００２０】
　前記第２間隔測定ユニット、第３間隔測定ユニット及び第５間隔測定ユニットが位置す
るそれぞれの地点での、前記基板と、前記パターニングスリットシートとの間隔に違いが
ある場合、前記間隔が同一になるように、前記パターニングスリットシートを移動させる
ことができる。
【００２１】
　前記基板が、前記第１方向に移送され、前記第４間隔測定ユニット、第５間隔測定ユニ
ット、第６間隔測定ユニットの下に位置することになる場合、前記第６間隔測定ユニット
は、前記基板までの距離を測定し、前記第４間隔測定ユニットと、前記第５間隔測定ユニ
ットは、それぞれ前記基板までの距離と、前記パターニングスリットシートまでの距離と
を測定し、前記第４間隔測定ユニット、前記第５間隔測定ユニット及び前記第６間隔測定
ユニットが位置するそれぞれの地点で、前記基板と、前記パターニングスリットシートと
の間隔を求めることができる。
【００２２】
　前記第６間隔測定ユニットは、前記第４間隔測定ユニットまたは前記第５間隔測定ユニ
ットが測定した前記パターニングスリットシートまでの距離を、前記第６間隔測定ユニッ
トが位置する地点での仮想の前記パターニングスリットシートまでの距離にし、前記基板
と、前記パターニングスリットシートとの間隔を求めることができる。
【００２３】
　前記第４間隔測定ユニット、第５間隔測定ユニット及び第６間隔測定ユニットが位置す
るそれぞれの地点での、前記基板と、前記パターニングスリットシートとの間隔に違いが
ある場合、前記間隔が同一になるように、前記パターニングスリットシートを移動させる
ことができる。
【００２４】
　前記第１移送部と前記第２移送部は、前記蒸着部を通過するとき、前記蒸着部を貫通す
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るように具備される。
【００２５】
　前記第１移送部と前記第２移送部は、上下に並んで配置される。
【００２６】
　前記第１移送部は、前記移動部を、前記ローディング部、蒸着部及びアンローディング
部に、順次移動させることができる。
【００２７】
　前記第２移送部は、前記移動部を、前記アンローディング部、蒸着部及びローディング
部に、順次移動させることができる。
【００２８】
　前記有機層蒸着アセンブリの前記パターニングスリットシートは、前記第１方向または
前記第２方向のうち少なくともいずれか１方向において、前記基板より小さく形成される
。
【００２９】
　本発明の一実施形態による有機発光表示装置の製造方法は、基板上に有機層を形成する
有機層蒸着装置を利用した有機発光ディスプレイ装置の製造方法において、ローディング
部で、前記基板を移動部に固定させる段階と、前記基板が固定された移動部を、チャンバ
を貫通するように設置された第１移送部を利用し、前記チャンバ内に移送する段階と、前
記チャンバ内に配置された有機層蒸着アセンブリと、前記基板とが所定距離ほど離隔され
た状態で、前記基板が前記有機層蒸着アセンブリに対して相対的に移動しながら、前記有
機層蒸着アセンブリから発散された蒸着物質が前記基板に蒸着されて有機層が形成される
段階と、アンローディング部で、蒸着が完了した前記基板を、前記移動部から分離させる
段階と、前記基板と分離された前記移動部を、チャンバを貫通するように設置された第２
移送部を利用し、前記ローディング部に移送する段階と、を含み、前記有機層形成段階は
、前記基板が前記有機層蒸着アセンブリに対して相対的に移動する間、前記基板と、前記
有機層蒸着アセンブリとの間隔を測定する段階を含んでもよい。
【００３０】
　前記チャンバ内部に複数の有機層蒸着アセンブリが具備され、各有機層蒸着アセンブリ
により、前記基板に連続的に蒸着が行われる。
【００３１】
　前記移動部は、前記第１移送部と前記第２移送部との間を循環することができる。
【００３２】
　前記第１移送部と前記第２移送部は、上下に並んで配置される。
【００３３】
　前記有機層蒸着アセンブリの前記パターニングスリットシートは、前記第１方向または
前記第２方向のうち少なくともいずれか１方向において、前記基板より小さく形成される
。
【００３４】
　前記有機層蒸着アセンブリは、蒸着物質を放射する蒸着源；前記蒸着源の一側に配置さ
れ、複数個の蒸着源ノズルが形成された蒸着源ノズル部；前記蒸着源ノズル部と対向する
ように配置され、いずれか１方向に沿って複数個のパターニングスリットが配置されるパ
ターニングスリットシート；及び前記基板と、前記パターニングスリットシートとの間隔
を測定する間隔測定部；を具備し、前記間隔測定部は、前記パターニングスリットシート
上に配置されず、前記パターニングスリットシートから延長された仮想の平面上に配置さ
れる第１間隔測定部；及び前記パターニングスリットシート上に配置される第２間隔測定
部；を含んでもよい。
【００３５】
　前記第１間隔測定部は、少なくとも２以上の間隔測定ユニットからなり、前記第２間隔
測定部は、少なくとも４以上の間隔測定ユニットからなる。
【００３６】
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　前記第１間隔測定部は、第１間隔測定ユニット及び第６間隔測定ユニットからなり、前
記第２間隔測定部は、第２間隔測定ユニット、第３間隔測定ユニット、第４間隔測定ユニ
ット及び第５間隔測定ユニットからなり、前記第１間隔測定ユニット、第２間隔測定ユニ
ット及び第３間隔測定ユニットは、それらが配置される地点を連結した仮想線分が三角形
をなすように配置され、前記第４間隔測定ユニット、第５間隔測定ユニット及び第６間隔
測定ユニットは、それらが配置される地点を連結した仮想線分が三角形をなすように配置
される。
【００３７】
　前記間隔測定段階は、前記基板が移動し、前記基板が、前記第１間隔測定ユニット、第
２間隔測定ユニット、第３間隔測定ユニットの下に位置する場合、前記第１間隔測定ユニ
ットは、前記基板までの距離を測定し、前記第２間隔測定ユニットと、前記第３間隔測定
ユニットは、それぞれ前記基板までの距離と、前記パターニングスリットシートまでの距
離とを測定し、前記第１間隔測定ユニット、前記第２間隔測定ユニット及び前記第３間隔
測定ユニットが位置するそれぞれの地点で、前記基板と、前記パターニングスリットシー
トとの間隔を求める段階と、前記第１間隔測定ユニット、第２間隔測定ユニット及び第３
間隔測定ユニットが位置するそれぞれの地点での、前記基板と、前記パターニングスリッ
トシートとの間隔に違いがある場合、前記間隔が同一になるように、前記パターニングス
リットシートを移動させる段階と、を具備することができる。
【００３８】
　前記第１間隔測定ユニットは、前記第２間隔測定ユニットまたは前記第３間隔測定ユニ
ットが測定した前記パターニングスリットシートまでの距離を、前記第１間隔測定ユニッ
トが位置する地点での仮想の前記パターニングスリットシートまでの距離にし、前記基板
と、前記パターニングスリットシートとの間隔を求めることができる。
【００３９】
　前記間隔測定段階は、前記基板が移動し、前記基板が、前記第２間隔測定ユニット、第
３間隔測定ユニット、第５間隔測定ユニットの下に位置することになる場合、前記第２間
隔測定ユニット、第３間隔測定ユニット及び第５間隔測定ユニットそれぞれは、前記基板
までの距離と、前記パターニングスリットシートまでの距離とを測定し、前記第２間隔測
定ユニット、第３間隔測定ユニット及び第５間隔測定ユニットが位置するそれぞれの地点
で、前記基板と、前記パターニングスリットシートとの間隔を求める段階と、前記第２間
隔測定ユニット、第３間隔測定ユニット及び第５間隔測定ユニットが位置するそれぞれの
地点での、前記基板と、前記パターニングスリットシートとの間隔に違いがある場合、前
記間隔が同一になるように、前記パターニングスリットシートを移動させる段階と、を具
備することができる。
【００４０】
　前記基板が移動し、前記基板が、前記第４間隔測定ユニット、第５間隔測定ユニット、
第６間隔測定ユニットの下に位置することになる場合、前記第６間隔測定ユニットは、前
記基板までの距離を測定し、前記第４間隔測定ユニットと、前記第５間隔測定ユニットは
、それぞれ前記基板までの距離と、前記パターニングスリットシートまでの距離とを測定
し、前記第４間隔測定ユニット、前記第５間隔測定ユニット及び前記第６間隔測定ユニッ
トが位置するそれぞれの地点で、前記基板と、前記パターニングスリットシートとの間隔
を求める段階と、前記第１間隔測定ユニット、第２間隔測定ユニット及び第３間隔測定ユ
ニットが位置するそれぞれの地点での、前記基板と、前記パターニングスリットシートと
の間隔に違いがある場合、前記間隔が同一になるように、前記パターニングスリットシー
トを移動させる段階と、を具備することができる。
【００４１】
　前記第６間隔測定ユニットは、前記第４間隔測定ユニットまたは前記第５間隔測定ユニ
ットが測定した前記パターニングスリットシートまでの距離を、前記第６間隔測定ユニッ
トが位置する地点での仮想の前記パターニングスリットシートまでの距離にし、前記基板
と、前記パターニングスリットシートとの間隔を求めることができる。
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【００４２】
　本発明の一実施形態による有機発光表示装置は、基板；前記基板上に形成されたもので
あり、半導体活性層と、前記半導体活性層に絶縁されたゲート電極と、前記半導体活性層
にそれぞれ接するソース電極及びドレイン電極を具備した少なくとも１つの薄膜トランジ
スタ；前記薄膜トランジスタ上に形成される複数の画素電極；前記画素電極上に形成され
る複数の有機層；及び前記有機層上に形成される対向電極；を含み、前記基板上の少なく
とも１層の前記有機層は、蒸着領域の中心から遠方の斜辺の長さが、蒸着領域の中心から
近い方の斜辺長より長く形成され、前記基板上の少なくとも１層の前記有機層は、前記有
機層蒸着装置を利用して形成された線形パターン（linear pattern）でもある。
【００４３】
　前記基板は、４０inch以上の大きさを有することができる。
【００４４】
　前記有機層は、少なくとも発光層を含んでもよい。
【００４５】
　前記有機層は、不均一の厚み（non-uniform thickness）を有することができる。
【００４６】
　前記蒸着領域の中心から遠く形成された有機層であればあるほど、前記蒸着領域の中心
から遠方の斜辺長が長く形成される。
【００４７】
　前記蒸着領域に配置された前記複数の有機層は、前記蒸着領域の中心から遠くなるほど
、前記第１方向に延長形成された２辺の重畳領域の幅が狭く形成される。
【００４８】
　前記蒸着領域の中心に配置された前記有機層は、両斜辺長が実質的に同一になるように
形成される。
【００４９】
　前記蒸着領域に配置された前記有機層は、前記蒸着領域の中心を基準に、対称的に配置
される。
【発明の効果】
【００５０】
　本発明によれば、大型基板の量産工程にさらに適し、高精細のパターニングが可能であ
り、パターニングスリットシートと、移動中の基板との間隔を測定して制御することがで
きる有機層蒸着装置、それを利用した有機発光ディスプレイ装置の製造方法及びそれによ
って製造された有機発光ディスプレイ装置を具現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の一実施形態に係わる有機層蒸着装置を概略的に図示したシステム構成の
平面図である。
【図２】図１の有機層蒸着装置の蒸着部を概略的に図示したシステム構成の側面図である
。
【図３】図１の蒸着部を概略的に図示した斜視図である。
【図４】図３の蒸着部の概略的な断面図である。
【図５】図３の蒸着部の蒸着源の一実施形態を示す斜視図である。
【図６】図３の蒸着部の蒸着源の他の一実施形態を示す斜視図である。
【図７】図３の蒸着部の移動部のキャリアを示す斜視図である。
【図８】間隔測定部、基板及びパターニングスリットシートを概略的に示す平面図である
。
【図９】間隔測定部による、基板とパターニングスリットシートとの間隔を測定する過程
を示す平面図である。
【図１０】間隔測定部による、基板とパターニングスリットシートとの間隔を測定する過
程を示す平面図である。
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【図１１】間隔測定部による、基板とパターニングスリットシートとの間隔を測定する過
程を示す平面図である。
【図１２】基板とパターニングスリットシートとの間隔を示す斜視図である。
【図１３】基板とパターニングスリットシートとの間隔を示す斜視図である。
【図１４】本発明の一実施形態による有機層蒸着アセンブリを示す図面である。
【図１５】図１４の有機層蒸着アセンブリの概略的な側断面図である。
【図１６】図１４の有機層蒸着アセンブリの概略的な平断面図である。
【図１７】本発明の他の一実施形態による有機層蒸着アセンブリを示す図面である。
【図１８】本発明のさらに他の一実施形態による有機層蒸着アセンブリを示す図面である
。
【図１９】図３の有機層蒸着装置で、パターニングスリットシートにパターニングスリッ
トが等間隔に形成されている様子を示す図面である。
【図２０】図１９のパターニングスリットシートを利用して、基板上に形成された有機層
を示す図面である。
【図２１】本発明の有機層蒸着装置を利用して製造されたアクティブマトリックス型有機
発光ディスプレイ装置の断面を図示した図面である。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　以下、添付した図面を参照し、本発明の実施形態について、本発明が属する技術分野で
当業者が容易に実施することができるように詳細に説明する。本発明は、さまざまに異な
る形態に具現され、ここで説明する実施形態に限定されるものではない。
【００５３】
　図１は、本発明の一実施形態に係わる有機層蒸着装置を概略的に図示したシステム構成
の平面図であり、図２は、図１の有機層蒸着装置の蒸着部を概略的に図示したシステム構
成の側面図である。
【００５４】
　図１及び図２を参照すれば、本発明の一実施形態による有機層蒸着装置１は、蒸着部１
００、ローディング部２００、アンローディング部３００及び移送部４００を含む。
【００５５】
　ローディング部２００は、第１ラック２１２と、導入室２１４と、第１反転室２１８と
、バッファ室２１９と、を含んでもよい。
【００５６】
　第１ラック２１２には、蒸着が行われる前の基板２（図４）が多数積載されており、導
入室２１４に具備された導入ロボットは、第１ラック２１２から基板２を取り、第２移送
部４２０から移送されてきた移動部４３０に、基板２を載せた後、基板２が付着された移
動部４３０を第１反転室２１８に移す。
【００５７】
　導入室２１４に隣接するように第１反転室２１８が具備され、第１反転室２１８に位置
した第１反転ロボットが移動部４３０を反転させ、移動部４３０を蒸着部１００の第１移
送部４１０に装着する。
【００５８】
　図１に見るとき、導入室２１４の導入ロボットは、移動部４３０の上面に基板２を載せ
、この状態で移動部４３０は、反転室２１８に移送され、反転室２１８の第１反転ロボッ
トが反転室２１８を反転させることにより、蒸着部１００では、基板２が下向きになるよ
うに位置することになる。
【００５９】
　アンローディング部３００の構成は、前述のローディング部２００の構成と反対になさ
れる。すなわち、蒸着部１００を経た基板２及び移動部４３０を、第２反転室３２８で第
２反転ロボットが反転させ、搬出室３２４に移送し、搬出ロボットが搬出室３２４から基
板２及び移動部４３０を取り出した後、基板２を移動部４３０で分離し、第２ラック３２
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２に積載する。基板２と分離された移動部４３０は、第２移送部４２０を介してローディ
ング部２００に回送される。
【００６０】
　しかし、本発明は、必ずしもこれに限定されるものではなく、基板２が移動部４３０に
最初に固定されるときから、移動部４３０の下面に基板２を固定させ、そのまま蒸着部１
００に移送させることもできる。その場合、例えば、第１反転室２１８の第１反転ロボッ
トと、第２反転室３２８の第２反転ロボットは、不要になる。
【００６１】
　蒸着部１００は、少なくとも１つの蒸着用チャンバ１０１を具備する。図１及び図２に
よる本発明の一実施形態によれば、蒸着部１００は、チャンバ１０１を具備し、このチャ
ンバ１０１内に、複数の有機層蒸着アセンブリ１００－１，１００－２，……，１００－
ｎが配置される。図１に図示された本発明の一実施形態によれば、チャンバ１０１内に、
第１有機層蒸着アセンブリ１００－１、第２有機層蒸着アセンブリ１００－２ … 第１１
有機層蒸着アセンブリ１００－１１の１１個の有機層蒸着アセンブリが設置されているが
、その数は、蒸着物質及び蒸着条件によって可変可能である。チャンバ１０１は、蒸着が
進められる間、真空に維持される。
【００６２】
　一方、図１による本発明の一実施形態によれば、基板２が固定された移動部４３０は、
第１移送部４１０によって、少なくとも蒸着部１００で、望ましくは、ローディング部２
００、蒸着部１００及びアンローディング部３００に順次移動され、アンローディング部
３００で、基板２と分離された移動部４３０は、第２移送部４２０によって、ローディン
グ部２００に送り戻される。
【００６３】
　第１移送部４１０は、蒸着部１００を通過するとき、チャンバ１０１を貫通するように
具備され、第２移送部４２０は、基板２が分離された移動部４３０を移送するように具備
される。
【００６４】
　ここで、本発明の一実施形態による有機層蒸着装置１は、第１移送部４１０と第２移送
部４２０とが上下に形成され、第１移送部４１０を通過しながら、蒸着を終えた移動部４
３０がアンローディング部３００から基板２と分離した後、その下部に形成された第２移
送部４２０を介して、ローディング部２００に回送されるように形成されることにより、
空間活用の効率が向上するという効果を得ることができる。
【００６５】
　一方、図１の蒸着部１００は、各有機層蒸着アセンブリ１００－１の一側に、蒸着源交
替部１９０をさらに含んでもよい。図面には詳細に図示されていないが、蒸着源交替部１
９０は、カセット形式で形成され、それぞれの有機層蒸着アセンブリ１００－１から外部
に引き出されるように形成される。従って、有機層蒸着アセンブリ１００－１の蒸着源１
１０（図３）の交替が容易になる。
【００６６】
　一方、図１には、ローディング部２００、蒸着部１００、アンローディング部３００及
び移送部４００から構成された有機層蒸着装置を構成するための一連のセット（set）が
、並んで２セットが具備されていると図示されている。すなわち、図１の上側と下側とに
、全部で２つの有機層蒸着装置１が具備されていると理解することができる。その場合、
２つの有機層蒸着装置１の間には、パターニングスリットシート交替部５００がさらに具
備される。すなわち、２つの有機層蒸着装置１の間に、パターニングスリットシート交替
部５００を具備し、２つの有機層蒸着装置１に、パターニングスリットシート交替部５０
０を共同で使用させることにより、それぞれの有機層蒸着装置１が、パターニングスリッ
トシート交替部５００を具備するということに比べ、空間活用の効率性を向上させること
ができるのである。
【００６７】
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　図３は、図１の蒸着部を概略的に図示した斜視図であり、図４は、図３の蒸着部の概略
的な断面図である。そして、図５は、図３の蒸着部の蒸着源の一実施形態を示す斜視図で
ある。図６は、図３の蒸着部の蒸着源の他の一実施形態を示す斜視図である。そして、図
７は、図３の蒸着部の移動部のキャリアをさらに詳細に示す斜視図である。
【００６８】
　まず、図３及び図４を参照すれば、本発明の一実施形態に係わる有機層蒸着装置１の蒸
着部１００は、一つ以上の有機層蒸着アセンブリ１００－１と、移送部４００とを含む。
【００６９】
　以下では、全体的な蒸着部１００の構成について説明する。
【００７０】
　チャンバ１０１は、中空の（hollow）ボックス状に形成され、その内部に、一つ以上の
有機層蒸着アセンブリ１００－１と移送部４００とが収容される。これについて他の側面
から説明すれば、地面に固定されるように、フット（foot）１０２が形成され、フット１
０２上に、下部ハウジング１０３が形成され、下部ハウジング１０３の上部に、上部ハウ
ジング１０４が形成される。そして、チャンバ１０１は、下部ハウジング１０３及び上部
ハウジング１０４をいずれも内部に収容するように形成される。このとき、下部ハウジン
グ１０３とチャンバ１０１との連結部は、密封処理され、チャンバ１０１内部を外部と完
全に遮断させる。このように、下部ハウジング１０３と上部ハウジング１０４とが地面に
固定されたフット１０２上に形成されることにより、チャンバ１０１が収縮／膨脹を反復
しても、下部ハウジング１０３と上部ハウジング１０４は、固定された位置を維持するこ
とができ、従って、下部ハウジング１０３と上部ハウジング１０４とが蒸着部１００内で
、一種の基準フレーム（reference frame）の役目を行うことができる。
【００７１】
　一方、上部ハウジング１０４の内部には、有機層蒸着アセンブリ１００－１と、移送部
４００の第１移送部４１０とが形成され、下部ハウジング１０３の内部には、移送部４０
０の第２移送部４２０が形成されると言える。そして、移動部４３０が、第１移送部４１
０と第２移送部４２０との間を循環移動しながら、連続して蒸着が行われる。
【００７２】
　以下では、有機層蒸着アセンブリ１００－１の詳細構成について説明する。
【００７３】
　それぞれの有機層蒸着アセンブリ１００－１は、蒸着源１１０、蒸着源ノズル部１２０
、パターニングスリットシート１３０、遮断部材１４０、第１ステージ１５０、第２ステ
ージ１６０、間隔測定部１７０などを含む。ここで、図３及び図４の全ての構成は、適切
な真空度が維持されるチャンバ１０１内に配置されることが望ましい。それは、蒸着物質
の直進性を確保するためである。
【００７４】
　詳細には、蒸着源１１０から放出された蒸着物質１１５を、蒸着源ノズル部１２０及び
パターニングスリットシート１３０を通過し、基板２に、所望のパターンに蒸着させるた
めには、基本的に、チャンバ１０１の内部は、ＦＭＭ（fine metal mask）蒸着方法と同
一の高真空状態を維持しなければならない。また、パターニングスリットシート１３０の
温度が、蒸着源１１０の温度より十分に低くなければならない。なぜならば、パターニン
グスリットシート１３０の温度が十分に低ければ、温度によるパターニングスリットシー
ト１３０の熱膨脹問題を最小化することができるからである。
【００７５】
　かようなチャンバ１０１内には、被蒸着体である基板２が配置される。基板２は、平板
表示装置用基板にもなるが、多数の平板表示装置を形成することができるマザーガラス（
mother glass）のような４０インチ以上の大面積基板が適用されもする。
【００７６】
　ここで、本発明の一実施形態では、基板２が有機層蒸着アセンブリ１００－１に対して
相対的に移動しながら蒸着が進められるということを一特徴とする。
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【００７７】
　詳細には、既存ＦＭＭ蒸着方法では、ＦＭＭサイズが基板サイズと同一に形成されなけ
ればならない。従って、基板サイズが増大するほど、ＦＭＭも大型化されなければならず
、それにより、ＦＭＭ製作が容易ではなくなり、ＦＭＭを引っ張って精密なパターンにア
ライン（align）するのも容易ではないという問題点が存在した。
【００７８】
　かような問題点を解決するために、本発明の一実施形態に係わる有機層蒸着アセンブリ
１００－１は、有機層蒸着アセンブリ１００－１と基板２とが互いに相対的に移動しなが
ら、蒸着が行われることを一特徴とする。言い換えれば、有機層蒸着アセンブリ１００－
１と対向するように配置された基板２が、Ｙ軸方向に沿って移動しながら、連続して蒸着
を行うことになる。すなわち、基板２が、図３の矢印Ａ方向に移動しながら、スキャニン
グ（scanning）方式で蒸着が行われる。ここで、図面には、基板２がチャンバ１０１内で
Ｙ軸方向に移動しながら、蒸着が行われると図示されているが、本発明の思想は、それに
制限されるものではなく、基板２は、固定されており、有機層蒸着アセンブリ１００－１
自体がＹ軸方向に移動しながら、蒸着を行うということも可能であろう。
【００７９】
　従って、本発明の有機層蒸着アセンブリ１００－１では、従来のＦＭＭに比べ、はるか
に小さくパターニングスリットシート１３０を作ることができる。すなわち、本発明の有
機層蒸着アセンブリ１００－１の場合、基板２がＹ軸方向に沿って移動しながら、連続し
て、すなわち、スキャニング方式で蒸着を行うので、パターニングスリットシート１３０
のＸ軸方向及びＹ軸方向の長さのうち少なくとも一方向の長さは、基板２の長さよりはる
かに短く形成される。このように、従来のＦＭＭに比べ、はるかに小さくパターニングス
リットシート１３０を作ることができるので、本発明のパターニングスリットシート１３
０は、その製造が容易である。すなわち、パターニングスリットシート１３０のエッチン
グ作業や、その後の精密引張り作業及び溶接作業、移動作業及び洗浄作業など全ての工程
で、小サイズのパターニングスリットシート１３０が、ＦＭＭ蒸着方法に比べて有利であ
る。また、それは、ディスプレイ装置が大型化されるほど、さらに有利になる。
【００８０】
　このように、有機層蒸着アセンブリ１００－１と基板２とが、互いに相対的に移動しな
がら蒸着が行われるためには、有機層蒸着アセンブリ１００－１と基板２とが一定距離離
隔されることが望ましい。ここについては、後で詳細に記述する。
【００８１】
　一方、チャンバ内で、基板２と対向する側には、蒸着物質１１５が収納及び加熱される
蒸着源１１０が配置される。蒸着源１１０内に収納されている蒸着物質１１５が気化され
ることにより、基板２に蒸着が行われる。
【００８２】
　詳細には、蒸着源１１０は、その内部に蒸着物質１１５が充填されるルツボ１１１と、
ルツボ１１１を加熱させ、ルツボ１１１の内部に充填された蒸着物質１１５を、ルツボ１
１１の一側、詳細には、蒸着源ノズル部１２０側に蒸発させるためのヒータ１１２と、を
含む。
【００８３】
　蒸着源１１０の一側、詳細には、蒸着源１１０から基板２に向かう側には、蒸着源ノズ
ル部１２０が配置される。ここで、本発明による有機層蒸着アセンブリは、共通層とパタ
ーン層とを蒸着するところにあり、蒸着源ノズルが互いに異なって形成されてもよいが、
以下では、それについてさらに詳細に説明する。
【００８４】
　図５は、パターン層を形成するための蒸着源ノズルを示す斜視図であり、図６は、共通
層を形成するための蒸着源ノズルを示す斜視図である。
【００８５】
　まず、図５を参照すれば、１つの有機層蒸着アセンブリ１００－１内には、３つの蒸着
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源１１０と、３つの蒸着源ノズル部１２０とが配置され、それぞれの蒸着源ノズル部１２
０には、その中心部に、１つの蒸着源ノズル１２１が形成される。そして、このように、
蒸着源１１０内で気化された蒸着物質１１５は、蒸着源ノズル部１２０を通過し、被蒸着
体である基板２側に向かう。このように、蒸着源ノズル部１２０上に、１つの蒸着源ノズ
ル１２１が形成され、また、１つの有機層蒸着アセンブリ１００－１内には、３つの蒸着
源１１０が、基板２のスキャン方向に沿って配置され、結果的に、１つの有機層蒸着アセ
ンブリ１００－１内には、基板２のスキャン方向に沿って、複数個の蒸着源ノズル１２１
が形成される。その場合、Ｘ軸方向において、蒸着源ノズル１２１が複数個具備されると
するならば、各蒸着源ノズル１２１とパターニングスリット１５１との距離がそれぞれ異
なり、このとき、パターニングスリット１５１と距離が遠い蒸着源ノズル１２１から発散
された蒸着物質によって、陰影（shadow）が発生することになる。従って、本発明のよう
に、Ｘ軸方向には、蒸着源ノズル１２１が一つだけ存在するように、蒸着源ノズル１２１
を形成することにより、陰影の発生を大きく低減させることができる。また、多数個の蒸
着源ノズル１２１がスキャン方向に存在するので、個別蒸着源ノズル間にフラックス（fl
ux）差が発生するとしても、その差が相殺され、蒸着均一度が一定に維持されるという効
果を得ることができる。
【００８６】
　そして、図面には、図示されていないが、１つの有機層蒸着アセンブリ１００－１内に
配置された３つの蒸着源１１０のうち両端の蒸着源は、ホスト物質を蒸着し、真ん中に配
置された蒸着源は、ドーパント物質を蒸着することができる。このように、本発明の有機
層蒸着装置は、ホスト物質を蒸着する蒸着源と、ドーパント物質を蒸着する蒸着源とを共
に具備し、基板２上に、ホスト物質とドーパント物質とを同時に蒸着することができるよ
うにすることにより、工程がさらに簡単で早くなり、素子効率も向上するという効果を得
ることができる。
【００８７】
　一方、図６を参照すれば、蒸着源１１０’の一側、詳細には、蒸着源１１０’から基板
２に向かう側には、蒸着源ノズル部１２０’が配置される。そして、蒸着源ノズル部１２
０’には、Ｘ軸方向（すなわち、基板２のスキャン方向と垂直である方向）に沿って、複
数個の蒸着源ノズル１２１’が形成される。ここで、複数個の蒸着源ノズル１２１’は、
等間隔に形成され、両端部に行くほど、間隔が狭くなるように形成されもする。蒸着源１
１０’内で気化された蒸着物質は、かような蒸着源ノズル部１２０’の蒸着源ノズル１２
１’を通過し、被蒸着体である基板２側に向かうことになる。このように、共通層を蒸着
する際は、Ｘ軸方向（すなわち、基板２のスキャン方向と垂直である方向）に沿って、複
数個の蒸着源ノズル１２１’を形成することにより、共通層の厚み均一度を向上させるこ
とができる。
【００８８】
　一方、蒸着源１１０と基板２との間には、パターニングスリットシート１３０がさらに
具備される。パターニングスリットシート１３０は、ほぼ窓枠のような形態に形成される
フレーム１３５をさらに含み、パターニングスリットシート１３０には、Ｘ軸方向に沿っ
て、複数個のパターニングスリット１３１が形成される。蒸着源１１０内で気化された蒸
着物質１１５は、蒸着源ノズル部１２０及びパターニングスリットシート１３０を通過し
、被蒸着体である基板２側に向かうことになる。このとき、パターニングスリットシート
１３０は、従来のＦＭＭ、特に、ストライプタイプ（stripe type）のマスクの製造方法
と同一の方法であるエッチングを介して製作される。このとき、蒸着源ノズル１２１の総
個数より、パターニングスリット１３１の総個数がさらに多く形成されもする。
【００８９】
　ここで、前述の蒸着源１１０（及びそれと結合された蒸着源ノズル部１２０）と、パタ
ーニングスリットシート１３０は、互いに一定距離離隔されるように形成される。
【００９０】
　前述のように、本発明の一実施形態に係わる有機層蒸着アセンブリ１００－１は、基板
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２に対して相対的に移動しながら蒸着を行い、このように、有機層蒸着アセンブリ１００
－１が基板２に対して相対的に移動するために、パターニングスリットシート１３０は、
基板２から一定距離離隔されるように形成される。
【００９１】
　詳細には、従来のＦＭＭ蒸着方法では、基板に陰影を生じさせないように、基板にマス
クを密着させて蒸着工程を進めた。しかし、そのように、基板にマスクを密着させる場合
、基板とマスクとの接触による不良問題が発生するという問題点が存在した。また、マス
クを基板に対して移動させることができないので、マスクが基板と同一サイズに形成され
なければならない。従って、ディスプレイ装置が大型化されることにより、マスクサイズ
も大きくならなければならないが、かような大型マスクを形成するのが容易ではないとい
う問題点が存在した。
【００９２】
　かような問題点を解決するために、本発明の一実施形態に係わる有機層蒸着アセンブリ
１００－１では、パターニングスリットシート１３０が、被蒸着体である基板２と所定間
隔を置いて離隔されるように配置される。
【００９３】
　かような本発明によって、マスクを基板より小さく形成した後、マスクを基板に対して
移動させながら蒸着を行うことができることにより、マスク製作が容易になるという効果
を得ることができる。また、基板とマスクとの接触による不良を防止するという効果を得
ることができる。また、工程で、基板とマスクとを密着させる時間が不要になるので、製
造速度が速くなるという効果を得ることができる。
【００９４】
　次に、上部ハウジング１０４内での各構成要素の具体的な配置は、次の通りである。
【００９５】
　まず、上部ハウジング１０４の底部分には、前述の蒸着源１１０及び蒸着源ノズル部１
２０が配置される。そして、蒸着源１１０及び蒸着源ノズル部１２０の両側には、載置部
１０４－１が突設され、載置部１０４－１上には、第１ステージ１５０、第２ステージ１
６０、及び前述のパターニングスリットシート１３０が順に形成される。
【００９６】
　ここで、第１ステージ１５０は、Ｘ軸方向及びＹ軸方向に移動自在に形成され、パター
ニングスリットシート１３０を、Ｘ軸方向及びＹ軸方向にアラインする機能を行う。すな
わち、第１ステージ１５０は、複数個のアクチェエータを具備し、上部ハウジング１０４
に対して、第１ステージ１５０がＸ軸方向及びＹ軸方向に移動するように形成される。
【００９７】
　一方、第２ステージ１６０は、Ｚ軸方向に移動自在に形成され、パターニングスリット
シート１３０を、Ｚ軸方向にアラインする機能を行う。すなわち、第２ステージ１６０は
、複数個のアクチェエータを具備し、第１ステージ１５０に対して、第２ステージ１６０
がＺ軸方向に移動するように形成される。
【００９８】
　一方、第２ステージ１６０上には、パターニングスリットシート１３０が形成される。
このように、パターニングスリットシート１３０が、第１ステージ１５０及び第２ステー
ジ１６０上に形成され、パターニングスリットシート１３０がＸ軸方向、Ｙ軸方向及びＺ
軸方向に移動自在に形成されることにより、基板２とパターニングスリットシート１３０
とのアライン、特に、リアルタイム・アライン（real-time align）を行うことができる
。
【００９９】
　さらに、上部ハウジング１０４、第１ステージ１５０及び第２ステージ１６０は、蒸着
源ノズル１２１を介して排出される蒸着物質が分散しないように、蒸着物質の移動経路を
ガイドする役割を同時に行うことができる。すなわち、上部ハウジング１０４、第１ステ
ージ１５０及び第２ステージ１６０によって、蒸着物質の経路が密閉され、蒸着物質のＸ
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軸方向及びＹ軸方向移動を同時にガイドすることもできる。
【０１００】
　一方、パターニングスリットシート１３０と蒸着源１１０との間には、遮断部材１４０
がさらに具備されもする。詳細には、基板２の枠部分には、アノード電極またはカソード
電極のパターンが形成され、その後の製品検査時または製品製作時に、端子として活用す
るための領域が存在する。もしこの領域に有機物が成膜される場合、アノード電極または
カソード電極が本来の役割を行い難くなり、従って、かような基板２の枠部分は、有機物
などが成膜されてはならない非成膜領域にならなければならない。しかし、前述のように
、本発明の薄膜蒸着装置では、基板２が薄膜蒸着装置に対して移動しながらスキャニング
方式で蒸着が行われるので、基板２の非成膜領域に対する有機物蒸着防止が容易ではなか
った。
【０１０１】
　このように、基板２の非成膜領域に有機物が蒸着されることを防止するために、本発明
の一実施形態に係わる薄膜蒸着装置では、基板２の枠部分に、別途の遮断部材１４０がさ
らに具備される。図面には、詳細に図示されていないが、遮断部材１４０は、互いに隣接
する２枚のプレートから構成される。
【０１０２】
　基板２が、有機層蒸着アセンブリ１００－１を通過しないときには、遮断部材１４０が
蒸着源１１０を隠すことにより、蒸着源１１０から発散された蒸着物質１１５が、パター
ニングスリットシート１３０に付着しないようにする。この状態で、基板２が有機層蒸着
アセンブリ１００－１に進入し始めれば、蒸着源１１０を隠していた前方の遮断部材１４
０が、基板２の移動と共に移動しながら、蒸着物質の移動経路がオープンされ、蒸着源１
１０から発散された蒸着物質１１５が、パターニングスリットシート１３０を通過して基
板２に蒸着される。一方、基板２の全体が有機層蒸着アセンブリ１００－１を通過すれば
、後方の遮断部材１４０が、基板２の移動と共に移動しながら、蒸着物質の移動経路を再
び閉鎖し、蒸着源１１０を隠すことにより、蒸着源１１０から発散された蒸着物質１１５
をパターニングスリットシート１３０に付着させない。
【０１０３】
　かような遮断部材１４０によって、基板２の非成膜領域が隠されることにより、別途の
構造物がなくても簡便に、基板２の非成膜領域への有機物蒸着が防止されるという効果を
得ることができる。
【０１０４】
　以下では、被蒸着体である基板２を移送する移送部４００について詳細に説明する。図
３、図４及び図７を参照すれば、移送部４００は、第１移送部４１０と、第２移送部４２
０と、移動部４３０とを含む。
【０１０５】
　第１移送部４１０は、有機層蒸着アセンブリ１００－１によって、基板２上に有機層が
蒸着されるように、キャリア４３１及びそれと結合された静電チャック４３２を含む移動
部４３０と、移動部４３０に付着されている基板２と、をインライン（in-line）で移送
する役割を行う。かような第１移送部４１０は、コイル４１１、ガイド部４１２、上面磁
気浮上ベアリング、側面磁気浮上ベアリング、ギャップセンサを含む。
【０１０６】
　第２移送部４２０は、蒸着部１００を通過しながら、１回の蒸着が完了した後、アンロ
ーディング部３００で基板２が分離された移動部４３０を、ローディング部２００に回送
する役割を行う。かような第２移送部４２０は、コイル４２１、ローラガイド４２２及び
チャージングトラック（charging track）４２３を含む。
【０１０７】
　移動部４３０は、第１移送部４１０及び第２移送部４２０に沿って移送されるキャリア
４３１と、キャリア４３１の一面上に結合されて基板２が付着される静電チャック４３２
（electrostatic chuck）と、を含む。
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【０１０８】
　以下では、移送部４００の各構成要素についてさらに詳細に説明する。
【０１０９】
　まず、移動部４３０のキャリア４３１について詳細に説明する。
【０１１０】
　図７を参照すれば、キャリア４３１は、本体部４３１ａ、マグネチックレール（ＬＭＳ
（linear motor system）マグネット）４３１ｂ、ＣＰＳモジュール（contactless power
 supply module）４３１ｃ、電源部４３１ｄ及びガイド溝４３１ｅ（図３）を含む。
【０１１１】
　本体部４３１ａは、キャリア４３１の基底部をなし、鉄のような磁性体によって形成さ
れる。かようなキャリア４３１の本体部４３１ａと、後述する磁気浮上ベアリングとの斥
力により、キャリア４３１がガイド部４１２に対して、一定距離離隔された状態を維持す
ることができる。
【０１１２】
　本体部４３１ａの両側面には、ガイド溝４３１ｅが形成され、かようなガイド溝４３１
ｅ内には、ガイド部４１２のガイド突起４１２’が収容される。
【０１１３】
　本体部４３１ａの進行方向の中心線に沿って、マグネチックレール４３１ｂが形成され
る。本体部４３１ａのマグネチックレール４３１ｂと、後述するコイル４１１とが結合し
、リニアモータを構成することができ、かようなリニアモータによって、キャリア４３１
がＡ方向に移送される。
【０１１４】
　本体部４３１ａで、マグネチックレール４３１ｂの一側には、ＣＰＳモジュール４３１
ｃ及び電源部４３１ｄがそれぞれ形成される。電源部４３１ｄは、静電チャック４３２が
基板２をチャッキング（chucking）し、それを維持することができるように、電源を提供
するための一種の充電用バッテリであり、ＣＰＳモジュール４３１ｃは、電源部４３１ｄ
を充電するための無線充電モジュールである。詳細には、後述する第２移送部４２０に形
成されたチャージングトラック４２３は、インバータ（図示せず）と連結され、キャリア
４３１が第２移送部４２０内で移送されるとき、チャージングトラック４２３とＣＰＳモ
ジュール４３１ｃとの間に磁場が形成され、ＣＰＳモジュール４３１ｃに電力を供給する
。そして、ＣＰＳモジュール４３１ｃに供給された電力は、電源部４３１ｄを充電するこ
とになる。
【０１１５】
　一方、静電チャック４３２は、セラミックスで具備された本体の内部に、電源が印加さ
れる電極が埋め込まれたものであり、この電極に高電圧が印加されることにより、本体の
表面に基板２を付着させる。
【０１１６】
　次に、移動部４３０の駆動について詳細に説明する。
【０１１７】
　本体部４３１ａのマグネチックレール４３１ｂとコイル４１１とが結合して駆動部を構
成することができる。ここで、駆動部は、リニアモータでもある。リニアモータは、従来
の摺動案内システムに比べ、摩擦係数が小さくて位置誤差がほぼ発生せず、位置決定度が
非常に高い装置である。前述のように、リニアモータは、コイル４１１とマグネチックレ
ール４３１ｂとからなり、マグネチックレール４３１ｂがキャリア４３１上に一列に配置
され、コイル４１１は、マグネチックレール４３１ｂと対向するように、チャンバ１０１
内の一側に、多数個が一定間隔に配置される。このように、移動物体であるキャリア４３
１に、コイル４１１ではないマグネチックレール４３１ｂが配置されるので、キャリア４
３１に電源を印加しなくても、キャリア４３１の駆動が可能になる。ここで、コイル４１
１は、ＡＴＭボックス（atmosphere box）内に形成され、大気状態で設置され、マグネチ
ックレール４３１ｂは、キャリア４３１に付着され、真空であるチャンバ１０１内で、キ
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ャリア４３１が走行することができる。
【０１１８】
　一方、本発明の一実施形態による有機層蒸着装置１の有機層蒸着アセンブリ１００－１
は、アラインのための間隔測定部１７０をさらに具備することができる。詳細には、間隔
測定部１７０は、基板２と、パターニングスリットシート１３０との間隔を測定すること
ができる。ここで、間隔測定部１７０は、蒸着が進行中である真空チャンバ１０１内で、
円滑な視野確保を行うことができるように具備される。このために、間隔測定部１７０は
、間隔測定部収容部１７１内に形成され、大気状態に設置される。
【０１１９】
　図８は、間隔測定部１７０、基板２及びパターニングスリットシート１３０を概略的に
示す平面図である。
【０１２０】
　図８を参照すれば、間隔測定部１７０は、第１間隔測定部（１７０ａ，１７０ｆ）と、
第２間隔測定部（１７０ｂ，１７０ｃ，１７０ｄ，１７０ｅ）と、からなる。
【０１２１】
　第１間隔測定部（１７０ａ，１７０ｆ）は、パターニングスリットシート１３０上に配
置されず、パターニングスリットシート１３０から延長された仮想の平面１３０’（図９
）上に配置される。第２間隔測定部（１７０ｂ，１７０ｃ，１７０ｄ，１７０ｅ）は、パ
ターニングスリットシート１３０上に配置される。
【０１２２】
　第１間隔測定部（１７０ａ，１７０ｆ）は、第１間隔測定ユニット１７０ａと、第２間
隔測定ユニット１７０ｆと、からなる。本発明は、これに限定されるものではなく、第１
間隔測定部は、少なくとも２以上の間隔測定ユニットからもなる。第２間隔測定部（１７
０ｂ，１７０ｃ，１７０ｄ，１７０ｅ）は、第２間隔測定ユニット１７０ｂ、第３間隔測
定ユニット１７０ｃ、第４間隔測定ユニット１７０ｄ及び第５間隔測定ユニット１７０ｅ
からなる。本発明は、これに限定されるものではなく、第２間隔測定部は、少なくとも４
以上の間隔測定ユニットからもなる。
【０１２３】
　さらに詳細には、第１間隔測定ユニット１７０ａ、第２間隔測定ユニット１７０ｂ、第
４間隔測定ユニット１７０ｄは、仮想の第１一直線上に配置され、第３間隔測定ユニット
１７０ｃ、第５間隔測定ユニット１７０ｅ、第６間隔測定ユニット１７０ｆは、仮想の第
２一直線上に配置され、第１一直線と第２一直線は、第１方向Ａと平行である。
【０１２４】
　また、第１間隔測定ユニット１７０ａ、第２間隔測定ユニット１７０ｂ及び第３間隔測
定ユニット１７０ｃは、それらが配置される地点を連結した仮想の線分が、三角形をなす
ように配置される。また、第４間隔測定ユニット１７０ｄ、第５間隔測定ユニット１７０
ｅ及び第６間隔測定ユニット１７０ｆは、それらが配置される地点を連結した仮想線分が
、三角形をなすように配置される。
【０１２５】
　図８に図示されているように、第１間隔測定ユニット１７０ａ、第２間隔測定ユニット
１７０ｂ及び第３間隔測定ユニット１７０ｃは、それぞれ位置する地点を連結した仮想の
線分が直角三角形であり、第４間隔測定ユニット１７０ｄ、第５間隔測定ユニット１７０
ｅ及び第６間隔測定ユニット１７０ｆは、それぞれ位置する地点を連結した仮想の線分が
直角三角形でもある。
【０１２６】
　すなわち、第１間隔測定ユニット１７０ａと、第２間隔測定ユニット１７０ｂとが位置
する地点を結ぶ線分は、第１辺であり、第２間隔測定ユニット１７０ｂと、第３間隔測定
ユニット１７０ｃとが位置する地点を結ぶ線分は、第２辺であり、第３間隔測定ユニット
１７０ｃと、第１間隔測定ユニット１７０ａとが位置する地点を結ぶ線分は、第３辺であ
り、第１辺と第２辺は、互いに垂直であり、第３辺は、三角形の斜辺に該当し、第１間隔
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測定ユニット１７０ａ、第２間隔測定ユニット１７０ｂ及び第３間隔測定ユニット１７０
ｃそれぞれが配置された位置は、直角三角形でもある。
【０１２７】
　また、第５間隔測定ユニット１７０ｅと、第６間隔測定ユニット１７０ｆとが位置する
地点を結ぶ線分は、第４辺であり、第４間隔測定ユニット１７０ｄと、第５間隔測定ユニ
ット１７０ｅとが位置する地点を結ぶ線分は、第５辺であり、第６間隔測定ユニット１７
０ｆと、第４間隔測定ユニット１７０ｄとが位置する地点を結ぶ線分は、第６辺であり、
第４辺と第５辺は、互いに垂直であり、第６辺は、三角形の斜辺に該当し、第４間隔測定
ユニット１７０ｄ、第５間隔測定ユニット１７０ｅ及び第６間隔測定ユニット１７０ｆそ
れぞれが配置された位置は、直角三角形でもある。
【０１２８】
　間隔測定ユニット１７０ａ，１７０ｂ，１７０ｃ，１７０ｄ，１７０ｅ，１７０ｆは、
共焦点センサ（confocal sensor）でもある。共焦点センサは、高速で回転するスキャニ
ング・ミラー（scanning mirror）を利用して、レーザビームによって測定対象をスキャ
ニングし、レーザビームによって発光された蛍光または反射光線を利用して、測定対象ま
での距離を測定することができる。共焦点センサは、互いに異なる媒質間の境界面を感知
し、距離を測定することができる。
【０１２９】
　図９ないし図１１は、間隔測定部による、基板とパターニングスリットシートとの間隔
を測定する過程を示す平面図である。
【０１３０】
　図９は、基板２が、第１方向Ａに移送され、第１間隔測定ユニット１７０ａ、第２間隔
測定ユニット１７０ｂ、第３間隔測定ユニット１７０ｃの下に位置する場合を示す。
【０１３１】
　図９を参照すれば、第１間隔測定ユニット１７０ａは、基板２までの距離を測定し、第
２間隔測定ユニット１７０ｂと、第３間隔測定ユニット１７０ｃは、それぞれ基板２まで
の距離と、パターニングスリットシート１３０までの距離とを測定し、第１間隔測定ユニ
ット１７０ａ、第２間隔測定ユニット１７０ｂ及び第３間隔測定ユニット１７０ｃが位置
するそれぞれの地点で、基板２と、パターニングスリットシート１３０との間隔を求める
ことができる。すなわち、基板２と、パターニングスリットシート１３０との間隔は、パ
ターニングスリットシート１３０までの距離から、基板２までの距離を減算して求めるこ
とができる。
【０１３２】
　第１間隔測定ユニット１７０ａは、第２間隔測定ユニット１７０ｂまたは第３間隔測定
ユニット１７０ｃが測定したパターニングスリットシート１３０までの距離を、第１間隔
測定ユニット１７０ａが位置する地点での仮想のパターニングスリットシート１３０’ま
での距離にし、基板２と、パターニングスリットシート１３０との間隔を求めることがで
きる。仮想のパターニングスリットシート１３０’は、パターニングスリットシート１３
０から延長された平面を意味する。仮想のパターニングスリットシート１３０’までの距
離は、第２間隔測定ユニット１７０ｂが位置する地点で測定したパターニングスリットシ
ート１３０までの距離でもある。
【０１３３】
　第１間隔測定ユニット１７０ａ、第２間隔測定ユニット１７０ｂ及び第３間隔測定ユニ
ット１７０ｃが位置するそれぞれの地点での、基板２と、パターニングスリットシート１
３０との間隔に違いがある場合、間隔が同一になるように、パターニングスリットシート
を移動させることができる。それについては後述する。
【０１３４】
　図１０は、基板２が第１方向Ａに移送され、第２間隔測定ユニット１７０ｂ、第３間隔
測定ユニット１７０ｃ、第５間隔測定ユニット１７０ｅの下に位置する場合を示す。
【０１３５】
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　図１０を参照すれば、第２間隔測定ユニット１７０ｂ、第３間隔測定ユニット１７０ｃ
及び第５間隔測定ユニット１７０ｅそれぞれは、基板２までの距離と、パターニングスリ
ットシート１３０までの距離とを測定し、第２間隔測定ユニット１７０ｂ、第３間隔測定
ユニット１７０ｃ及び第５間隔測定ユニット１７０ｅが位置するそれぞれの地点で、基板
２と、パターニングスリットシート１３０との間隔を求めることができる。前述のように
、すなわち、基板２と、パターニングスリットシート１３０との間隔は、パターニングス
リットシート１３０までの距離から、基板２までの距離を減算して求めることができる。
【０１３６】
　第２間隔測定ユニット１７０ｂ、第３間隔測定ユニット１７０ｃ及び第５間隔測定ユニ
ット１７０ｅが位置するそれぞれの地点での、基板２と、パターニングスリットシート１
３０との間隔に違いがある場合、間隔が同一になるように、パターニングスリットシート
を移動させ、基板２と、パターニングスリットシート１３０との間隔を一定に維持するこ
とができる。
【０１３７】
　さらに詳細には、図１２及び図１３は、基板２と、パターニングスリットシート１３０
との配置を示す。図１２は、基板２と、パターニングスリットシート１３０とがアライン
される前の状態を示し、図１３は、基板２と、パターニングスリットシート１３０とがア
ラインされた後の状態を示す。図１２を参照すれば、基板２が、パターニングスリットシ
ート１３０上に移動された場合、第２間隔測定ユニット１７０ｂ、第３間隔測定ユニット
１７０ｃ及び第５間隔測定ユニット１７０ｅそれぞれは、基板２までの距離と、パターニ
ングスリットシート１３０までの距離とを測定し、それぞれの測定地点での、基板２と、
パターニングスリットシート１３０との間隔ｈ１，ｈ２，ｈ３を測定することができる。
図１２に図示されているように、基板２と、パターニングスリットシート１３０との間隔
ｈ１，ｈ２，ｈ３が互いに異なることもある。その場合、第１ステージ１５０と第２ステ
ージ１６０は、パターニングスリットシート１３０を、Ｘ，Ｙ，Ｚ軸方向に移動させ、図
１３に図示されているように、基板２と、パターニングスリットシート１３０との間隔ｈ
１’，ｈ２’，ｈ３’を同一に維持することができる。
【０１３８】
　図１１は、基板２０が第１方向Ａに移送され、第４間隔測定ユニット１７０ｄ、第５間
隔測定ユニット１７０ｅ、第６間隔測定ユニット１７０ｆの下に位置する場合を示す。
【０１３９】
　図１１を参照すれば、第６間隔測定ユニット１７０ｆは、基板２までの距離を測定し、
第４間隔測定ユニット１７０ｄと、第５間隔測定ユニット１７０ｅは、それぞれ基板２ま
での距離と、パターニングスリットシート１３０までの距離とを測定し、第４間隔測定ユ
ニット１７０ｄ、第５間隔測定ユニット１７０ｅ及び第６間隔測定ユニット１７０ｆが位
置するそれぞれの地点で、基板２と、パターニングスリットシート１３０との間隔を求め
ることができる。すなわち、基板２と、パターニングスリットシート１３０との間隔は、
パターニングスリットシート１３０までの距離から、基板２までの距離を減算して求める
ことができる。
【０１４０】
　第６間隔測定ユニット１７０ｆは、第４間隔測定ユニット１７０ｄまたは第５間隔測定
ユニット１７０ｅが測定したパターニングスリットシート１３０までの距離を、第６間隔
測定ユニット１７０ｆが位置する地点での仮想のパターニングスリットシート１３０’ま
での距離にし、基板２と、パターニングスリットシート１３０との間隔を求めることがで
きる。仮想のパターニングスリットシート１３０’は、パターニングスリットシート１３
０から延長された平面を意味する。仮想のパターニングスリットシート１３０’までの距
離は、第４間隔測定ユニット１７０ｄまたは第５間隔測定ユニット１７０ｅが位置する地
点で測定したパターニングスリットシート１３０までの距離でもある。
【０１４１】
　第４間隔測定ユニット１７０ｄ、第５間隔測定ユニット１７０ｅ及び第６間隔測定ユニ
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ット１７０ｆが位置するそれぞれの地点での、基板２と、パターニングスリットシート１
３０との間隔に違いがある場合、前述のように、間隔が同一になるように、パターニング
スリットシート１３０を移動させることができる。
【０１４２】
　このように、間隔測定部１７０を具備し、リアルタイムで、基板２と、パターニングス
リットシート１３０との間隔を測定することが可能になり、従って、リアルタイムで、基
板２と、パターニングスリットシート１３０とをアラインすることが可能になることによ
り、パターンの位置精度がさらに向上するという効果を得ることができる。
【０１４３】
　図１４は、本発明の他の一実施形態による有機層蒸着アセンブリを概略的に図示した斜
視図であり、図１５は、図１４の有機層蒸着アセンブリの概略的な側断面図であり、図１
６は、図１４の有機層蒸着アセンブリの概略的な平断面図である。
【０１４４】
　図１４ないし図１６を参照すれば、本発明の一実施形態に係わる有機層蒸着アセンブリ
７００は、蒸着源７１０、蒸着源ノズル部７２０、遮断板アセンブリ７３０及びパターニ
ングスリットシート７５０を含む。
【０１４５】
　ここで、蒸着源７１０は、その内部に、蒸着物質７１５が充填されるルツボ７１１と、
ルツボ７１１を加熱させ、ルツボ７１１の内部に充填された蒸着物質７１５を、蒸着源ノ
ズル部７２０側に蒸発させるためのヒータ７１２と、を含む。一方、蒸着源７１０の一側
には、蒸着源ノズル部７２０が配置され、蒸着源ノズル部７２０には、Ｘ軸方向に沿って
、複数個の蒸着源ノズル７２１が形成される。
【０１４６】
　一方、蒸着源ノズル部７２０の一側には、遮断板アセンブリ７３０が具備される。遮断
板アセンブリ７３０は、複数枚の遮断板７３１と、遮断板７３１の外側に具備される遮断
板フレーム７３２と、を含む。複数枚の遮断板７３１は、Ｘ軸方向に沿って、互いに平行
に配置される。ここで、複数枚の遮断板７３１は、等間隔に形成される。また、それぞれ
の遮断板７３１は、図面で見たとき、ＹＺ平面に沿って延長されており、望ましくは、長
方形に具備される。このように配置された複数枚の遮断板７３１は、蒸着源ノズル部７２
０と、パターニングスリットシート７５０との間の空間を複数個の蒸着空間Ｓ（図１６）
で区画する。すなわち、本発明の一実施形態に係わる有機層蒸着アセンブリ７００は、遮
断板７３１によって、図１６から分かるように、蒸着物質が噴射されるそれぞれの蒸着源
ノズル７２１別に、蒸着空間Ｓが分離される。このように、遮断板７３１が、蒸着源ノズ
ル部７２０と、パターニングスリットシート７５０との間の空間を、複数個の蒸着空間Ｓ
に区画することにより、１つの蒸着源ノズル７２１から排出される蒸着物質は、他の蒸着
源ノズル７２１から排出された蒸着物質と混合せずに、パターニングスリット７５１を通
過し、基板２に蒸着される。すなわち、遮断板７３１は、各蒸着源ノズル７２１を介して
排出される蒸着物質が分散せずに、Ｚ軸方向に直進するように、蒸着物質の移動経路をガ
イドする役割を行う。
【０１４７】
　このように、遮断板７３１を具備し、蒸着物質の直進性を確保することにより、基板に
形成される陰影の大きさを大幅に縮小させることができ、従って、有機層蒸着アセンブリ
７００と基板２とを、一定距離離隔させることができる。
【０１４８】
　一方、蒸着源７１０と基板２との間には、パターニングスリットシート７５０がさらに
具備される。パターニングスリットシート７５０は、ほぼ窓枠のような形態に形成される
フレーム７５５をさらに含み、パターニングスリットシート７５０には、Ｘ軸方向に沿っ
て、複数個のパターニングスリット７５１が形成される。蒸着源７１０内で気化された蒸
着物質７１５は、蒸着源ノズル部７２０及びパターニングスリットシート７５０を通過し
、被蒸着体である基板２側に向かうことになる。
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【０１４９】
　図１７は、本発明の他の一実施形態に係わる有機層蒸着アセンブリを概略的に図示した
斜視図である。
【０１５０】
　図１７に図示された実施形態に係わる有機層蒸着アセンブリ８００は、蒸着源８１０、
蒸着源ノズル部８２０、第１遮断板アセンブリ８３０、第２遮断板アセンブリ８４０、パ
ターニングスリットシート８５０を含む。ここで、蒸着源８１０、第１遮断板アセンブリ
８３０及びパターニングスリットシート８５０の詳細な構成は、前述の図１４による実施
形態と同一であるので、詳細な説明を略する。本実施形態では、第１遮断板アセンブリ８
３０の一側に、第２遮断板アセンブリ８４０が具備されるという点で、前述の実施形態と
区別される。
【０１５１】
　詳細には、第２遮断板アセンブリ８４０は、複数枚の第２遮断板８４１と、第２遮断板
８４１の外側に具備される第２遮断板フレーム８４２と、を含む。複数枚の第２遮断板８
４１は、Ｘ軸方向に沿って互いに平行に具備される。そして、複数枚の第２遮断板８４１
は、等間隔に形成される。また、それぞれの第２遮断板８４１は、図面で見たとき、ＹＺ
平面に平行になるように、言い換えれば、Ｘ軸方向に垂直になるように形成される。
【０１５２】
　このように配置された複数個の第１遮断板８３１及び第２遮断板８４１は、蒸着源ノズ
ル部８２０と、パターニングスリットシート８５０との間の空間を区画する役割を行う。
すなわち、第１遮断板８３１及び第２遮断板８４１によって、蒸着物質が噴射されるそれ
ぞれの蒸着源ノズル８２１別に蒸着空間が分離されることを一特徴とする。
【０１５３】
　ここで、それぞれの第２遮断板８４１は、それぞれの第１遮断板８３１と一対一に対応
するように配置される。言い換えれば、それぞれの第２遮断板８４１は、それぞれの第１
遮断板８３１とアラインされ、互いに平行に配置される。すなわち、互いに対応する第１
遮断板８３１と第２遮断板８４１は、互いに同一の平面上に位置する。図面には、第１遮
断板８３１の長さと、第２遮断板８４１のＸ軸方向の幅とが同一であるように図示されて
いるが、本発明の思想は、これに制限されるものではない。すなわち、パターニングスリ
ット８５１との精密なアラインが要求される第２遮断板８４１は、相対的に薄く形成され
る一方、精密なアラインが要求されない第１遮断板８３１は、相対的に厚く形成され、そ
の製造が容易であるともいえる。
【０１５４】
　図１８は、本発明のさらに他の一実施形態による有機層蒸着アセンブリを概略的に図示
した斜視図である。
【０１５５】
　図１８を参照すれば、本発明のさらに他の一実施形態による有機層蒸着アセンブリ９０
０は、蒸着源９１０、蒸着源ノズル部９２０及びパターニングスリットシート９５０を含
む。
【０１５６】
　ここで、蒸着源９１０は、その内部に蒸着物質９１５が充填されるルツボ９１１と、ル
ツボ９１１を加熱させ、ルツボ９１１の内部に充填された蒸着物質９１５を、蒸着源ノズ
ル部９２０側に蒸発させるためのヒータ９１２と、を含む。一方、蒸着源９１０の一側に
は、蒸着源ノズル部９２０が配置され、蒸着源ノズル部９２０には、Ｙ軸方向に沿って、
複数個の蒸着源ノズル９２１が形成される。一方、蒸着源９１０と基板２との間には、パ
ターニングスリットシート９５０及びフレーム９５５がさらに具備され、パターニングス
リットシート９５０には、Ｘ軸方向に沿って、複数個のパターニングスリット９５１及び
スペーサ９５２が形成される。そして、蒸着源９１０、蒸着源ノズル部９２０及びパター
ニングスリットシート９５０は、連結部材９３５によって結合される。
【０１５７】
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　本実施形態は、前述の実施形態に比べ、蒸着源ノズル部９２０に具備された複数個の蒸
着源ノズル９２１の配置が異なっているが、それについて詳細に説明する。
【０１５８】
　蒸着源９１０の一側、詳細には、蒸着源９１０から基板２に向かう側には、蒸着源ノズ
ル部９２０が配置される。そして、蒸着源ノズル部９２０には、Ｙ軸方向、すなわち、基
板２のスキャン方向に沿って、複数個の蒸着源ノズル９２１が形成される。ここで、複数
個の蒸着源ノズル９２１は、等間隔に形成される。蒸着源９１０内で気化された蒸着物質
９１５は、かような蒸着源ノズル部９２０を通過し、被蒸着体である基板２側に向かうこ
とになる。結果的に、１つの有機層蒸着アセンブリ９００内には、基板２のスキャン方向
に沿って、複数個の蒸着源ノズル９２１が形成される。その場合、Ｘ軸方向において、蒸
着源ノズル９２１が複数個具備されるなら、各蒸着源ノズル９２１とパターニングスリッ
ト９５１との距離がそれぞれ異なり、このとき、パターニングスリット９５１と距離が遠
い蒸着源ノズル９２１から発散された蒸着物質によって陰影が発生することになる。従っ
て、本発明のように、Ｘ軸方向には、蒸着源ノズル９２１が一つだけ存在するように、蒸
着源ノズル９２１を形成することにより、陰影の発生を大きく低減させることができる。
また、多数個の蒸着源ノズル９２１が、スキャン方向に存在するので、個別蒸着源ノズル
間に、フラックス差が生じても、その差が相殺され、蒸着均一度が一定に維持されるとい
う効果を得ることができる。
【０１５９】
　以下では、本発明の一実施形態に係わる有機層蒸着装置によって形成された有機層の構
成について詳細に説明する。
【０１６０】
　図１９は、有機層蒸着装置で、パターニングスリットシート１３０に、パターニングス
リット１３１が等間隔に形成されている様子を示す図面であり、図２０は、図１９のパタ
ーニングスリットシート１３０を利用して、基板上に形成された有機層を示す図面である
。
【０１６１】
　図１８及び図１９には、パターニングスリット１３１が等間隔に配置されたパターニン
グスリットシート１３０が図示されている。すなわち、図１９で、ｌ１＝ｌ２＝ｌ３＝ｌ
４の関係が成立する。
【０１６２】
　その場合、蒸着空間Ｓの中心線Ｃを通過する蒸着物質の入射角度は、基板２にほぼ垂直
になる。従って、パターニングスリット１３１ａを通過した蒸着物質によって形成される
有機層Ｐ１（図２０）は、その陰影の大きさは最小になり、右側陰影ＳＲ１と左側陰影Ｓ
Ｌ１とが対称をなすように形成される。
【０１６３】
　しかし、蒸着空間Ｓの中心線Ｃから遠く配置されたパターニングスリットを通過する蒸
着物質の臨界入射角度θｂ，θｃ，θｄ，θｅは、だんだん大きくなり、最端の部分のパ
ターニングスリット１３１ｅを通過する蒸着物質の臨界入射角度θｅは、５５°ほどにな
る。従って、蒸着物質がパターニングスリット１３１ｅに対して傾いて入射するようにな
り、パターニングスリット１３１ｅを通過した蒸着物質によって形成された有機層Ｐ５は
、その陰影の大きさが最大になり、特に、左側陰影ＳＬ５が、右側陰影ＳＲ５よりさらに
長く形成される。
【０１６４】
　すなわち、蒸着物質の臨界入射角度θｂ，θｃ，θｄ，θｅが大きくなることにより、
陰影の大きさも大きくなり、特に、蒸着空間Ｓの中心線Ｃから遠方の陰影の大きさが大き
くなる。そして、蒸着物質の臨界入射角度θｂ，θｃ，θｄ，θｅは、蒸着空間Ｓの中心
部から、パターニングスリットまでの距離が遠いほど大きくなる。従って、蒸着空間Ｓの
中心線Ｃからパターニングスリットまでの距離が遠い有機層であればあるほど、陰影の大
きさが大きくなり、特に、有機層の両端部の陰影において、蒸着空間Ｓの中心線Ｃから遠
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方の陰影の大きさがさらに大きくなる。
【０１６５】
　すなわち、図２０で見たとき、蒸着空間Ｓの中心線Ｃを基準に、左側に形成された有機
層は、左側斜辺が右側斜辺よりさらに長く形成され、蒸着空間Ｓの中心線Ｃを基準に、右
側に形成された有機層は、右側斜辺が左側斜辺よりさらに長く形成される。
【０１６６】
　また、蒸着空間Ｓの中心線Ｃを基準に、左側に形成された有機層は、左側に形成された
有機層であればあるほど左側斜辺長がさらに長く形成され、蒸着空間Ｓの中心線Ｃを基準
に、右側に形成された有機層は、右側に形成された有機層であればあるほど、右側斜辺長
がさらに長く形成される。そして、結果的に、蒸着空間Ｓ内に形成された有機層は、蒸着
空間Ｓの中心線を基準に、対称をなすように形成される。
【０１６７】
　これについてさらに詳細に説明すれば次、の通りである。
【０１６８】
　パターニングスリット１３１ｂを通過する蒸着物質は、θｂの臨界入射角で、パターニ
ングスリット１３１ｂを通過し、その場合、パターニングスリット１３１ｂを通過した蒸
着物質によって形成された有機層Ｐ２の左側陰影は、ＳＬ２の大きさに形成される。同様
に、パターニングスリット１３１ｃを通過する蒸着物質は、θｃの臨界入射角で、パター
ニングスリット１３１ｃを通過し、その場合、パターニングスリット１３１ｃを通過した
蒸着物質によって形成された有機層Ｐ３の左側陰影は、ＳＬ３の大きさに形成される。同
様に、パターニングスリット１３１ｄを通過する蒸着物質は、θｄの臨界入射角で、パタ
ーニングスリット１３１ｄを通過し、その場合、パターニングスリット１３１ｄを通過し
た蒸着物質によって形成された有機層Ｐ４の左側陰影は、ＳＬ４の大きさに形成される。
最後に、パターニングスリット１３１ｅを通過する蒸着物質は、θｅの臨界入射角で、パ
ターニングスリット１３１ｅを通過し、その場合、パターニングスリット１３１ｅを通過
した蒸着物質によって形成された有機層Ｐ５の左側陰影は、ＳＬ５の大きさに形成される
。
【０１６９】
　ここで、θｂ＜θｃ＜θｄ＜θｅの関係が成立するので、それぞれのパターニングスリ
ットを通過した有機層の陰影サイズの間には、ＳＬ１＜ＳＬ２＜ＳＬ３＜ＳＬ４＜ＳＬ５

の関係が成立する。
【０１７０】
　図２１は、本発明の有機層蒸着装置を利用して製造されたアクティブマトリックス型有
機発光ディスプレイ装置の断面を図示した図面である。
【０１７１】
　図２１を参照すれば、アクティブマットレス型の有機発光ディスプレイ装置は、基板５
０上に形成される。基板５０は、透明な素材、例えば、ガラス材、プラスチック材または
金属材によって形成される。基板５０上には、全体的にバッファ層のような絶縁膜５１が
形成されている。
【０１７２】
　絶縁膜５１上には、図２１から分かるように、ＴＦＴ（thin film transistor）と、キ
ャパシタと、有機発光素子（ＯＬＥＤ）が形成される。
【０１７３】
　絶縁膜５１の上面には、所定パターンに配列された半導体活性層５２が形成されている
。半導体活性層５２は、ゲート絶縁膜５３によって埋め込まれている。活性層５２は、ｐ
型またはｎ型の半導体で具備される。ここで、符号番号５２ａ，５２ｂ，５２ｃは、それ
ぞれチャネル領域、ソース領域、ドレイン領域である。
【０１７４】
　ゲート絶縁膜５３の上面には、活性層５２と対応するところに、ＴＦＴのゲート電極５
４が形成される。そして、ゲート電極５４を覆うように、層間絶縁膜５５が形成される。
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層間絶縁膜５５が形成された後には、ドライエッチングなどのエッチング工程により、ゲ
ート絶縁膜５３と層間絶縁膜５５とをエッチングしてコンタクトホールを形成させ、活性
層５２の一部を露出させる。
【０１７５】
　その次に、層間絶縁膜５５上に、ソース／ドレイン電極５６，５７が形成されるが、コ
ンタクトホールを介して露出された活性層５２に接触されるように形成される。ソース／
ドレイン電極５６，５７を覆うように、保護膜５８が形成され、エッチング工程を介して
、ドレイン電極５７の一部が露出される。保護膜５８上には、保護膜５８の平坦化のため
に、別途の絶縁膜５９をさらに形成することもできる。
【０１７６】
　一方、該ＯＬＥＤは、電流の流れによって、赤色、緑色および青色の光を発光し、所定
の画像情報を表示するためのものとして、保護膜５８上に、第１電極６１を形成する。第
１電極６１は、ＴＦＴのドレイン電極５７と電気的に連結される。
【０１７７】
　そして、第１電極６１を覆うように、画素定義膜６０が形成される。この画素定義膜６
０に、所定の開口を形成した後、この開口で限定された領域内に、発光層を含む有機層６
２を形成する。そして、有機層６２上には、第２電極６３を形成する。
【０１７８】
　画素定義膜６０は、各画素を区画するものであり、有機物によって形成され、第１電極
６１が形成されている基板の表面、特に、絶縁膜５９の表面を平坦化する。
【０１７９】
　第１電極６１と第２電極６３は、互いに絶縁されており、発光層を含む有機層６２に、
互いに異なる極性の電圧を加えて発光が行わせる。
【０１８０】
　発光層を含む有機層６２は、低分子または高分子の有機物が使用されるが、低分子有機
物を使用する場合、正孔注入層（ＨＩＬ：hole injection layer）、正孔輸送層（ＨＴＬ
：hole transport layer）、発光層（ＥＭＬ：emission layer）、電子輸送層（ＥＴＬ：
electron transport layer）、電子注入層（ＥＩＬ：electron injection layer）などが
、単一あるいは複合の構造に積層されて形成され、使用可能な有機材料も、銅フタロシア
ニン（ＣｕＰｃ）、Ｎ，Ｎ－ジ（ナフタレン－１－イル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－ベン
ジジン（ＮＰＢ）、トリス（８－キノリノラト）アルミニウム（Ａｌｑ３）などを含めて
多様に適用可能である。
【０１８１】
　ここで、発光層を含む有機層６２は、例えば、図１に図示された有機層蒸着装置１によ
って蒸着される。すなわち、蒸着物質を放射する蒸着源１１０（図３）、蒸着源１１０の
一側に配置され、複数個の蒸着源ノズル１２１（図３）が形成される蒸着源ノズル部１２
０（図３）、及び蒸着源ノズル部１２０と対向するように配置され、複数個のパターニン
グスリットが形成されるパターニングスリットシート１３０（図３）を含む有機層蒸着装
置１が、被蒸着用基板２（図３）と所定距離ほど離隔されるように配置された後、有機層
蒸着装置１と基板２とのうち、いずれの一方が他方に対して相対的に移動しながら、有機
層蒸着装置１から放射される蒸着物質１１５（図３）が、基板２上に蒸着される。
【０１８２】
　かような有機発光膜を形成した後には、第２電極６３をも同一の蒸着工程で形成するこ
とができる。
【０１８３】
　一方、第１電極６１は、アノード電極の機能を行い、第２電極６３は、カソード電極の
機能が行うことができるが、それら第１電極６１と第２電極６３との極性は、反対になっ
ても差し支えないということは、言うまでもない。そして、第１電極６１は、各画素の領
域に対応するようにパターニングされ、第２電極６３は、全ての画素を覆うように形成さ
れる。
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　第１電極６１は、透明電極または反射型電極として具備されてもよいが、透明電極とし
て使用されるときには、酸化インジウムスズ（ＩＴＯ）、酸化インジウム亜鉛（ＩＺＯ）
、ＺｎＯまたはＩｎ２Ｏ３でもって具備され、反射型電極として使用されるときには、Ａ
ｇ、Ｍｇ、Ａｌ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｎｄ、Ｉｒ、Ｃｒ及びそれらの化合物などで
反射層を形成した後、さらにＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯまたはＩｎ２Ｏ３で透明電極層を形
成することができる。かような第１電極６１は、スパッタリング法などによって成膜され
た後、フォトリソグラフィ法などによってパターニングされる。
【０１８５】
　一方、第２電極６３も、透明電極または反射型電極として具備されてもよいが、透明電
極として使用されるときには、該第２電極６３がカソード電極として使用されるので、仕
事関数が小さい金属、すなわち、Ｌｉ、Ｃａ、ＬｉＦ／Ｃａ、ＬｉＦ／Ａｌ、Ａｌ、Ａｇ
、Ｍｇ及びそれらの化合物を、発光層を含む有機層６２側に向かうように蒸着した後、さ
らにＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯまたはＩｎ２Ｏ３などで補助電極層やバス電極ラインを形成
することができる。そして、反射型電極として使用されるときには、前述のＬｉ、Ｃａ、
ＬｉＦ／Ｃａ、ＬｉＦ／Ａｌ、Ａｌ、Ａｇ、Ｍｇ及びそれらの化合物を全面蒸着して形成
する。このとき、蒸着は、前述の発光層を含む有機層６２の場合と同様に方法で行うこと
ができる。
【０１８６】
　本発明は、前述のところ以外にも、有機ＴＦＴの有機層または無機膜などの蒸着にも使
用することができ、その他多様な素材の成膜工程に適用可能である。
【０１８７】
　本明細書では、本発明について、限定された実施形態を中心に説明したが、本発明の範
囲内で、多様な実施形態が可能である。また、説明してはいないが、均等な手段もまた、
本発明にそのまま結合されると言うことができる。従って、本発明の真の保護範囲は、特
許請求の範囲によって決まるものである。
【産業上の利用可能性】
【０１８８】
　本発明の有機層蒸着装置、それを利用した有機発光ディスプレイ装置の製造方法及びそ
れによって製造された有機発光ディスプレイ装置は、例えば、ディスプレイ関連の技術分
野に効果的に適用可能である。
【符号の説明】
【０１８９】
１　有機層蒸着装置、
２　基板、
１００　蒸着部、
１０１　チャンバ、
１００－１～１００－ｎ　有機層蒸着アセンブリ、
１１０　蒸着源、
１２０、１２０’　蒸着源ノズル部、
１３０　パターニングスリットシート、
１７０　間隔測定部、
２００　ローディング部、
３００　アンローディング部、
４００　移送部、
４１０　第１位相部、
４２０　第２位相部。
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